
Candela® 8520
适用于功率器件应用的无图案晶圆检测解决方案



Candela® 8520
先进检测技术在功率器件材料领域的应用

Candela® 8520第二代表面和光致发光检测系统专为功率器件市 场及

相关应用的衬底和外延层缺陷表征而设计。

使用统计过程控制(SPC)方法实施自动晶圆检测可以显著减少Epi缺陷

造成的良率损失，最大程度地减少金属有机化学气相沉积(MOCVD)
制程的偏移，并增加MOCVD设备的正常运行时间。

Candela 8520 是继 Candela CS920 之后的新一代产品。Candela 
CS920 是第一个将宏观/微观表面形貌缺陷和晶体内部缺陷的检测与

分类功能集成到同一个平台上的晶圆检测系统。Candela 8520 采用

专有的光学技术，可同时测量不同入射角度下的散射信号、表面形貌变化

、反射信号、相移和光致发光信号，以自动检测和分类各种目标缺陷

(DOI)。

Figure 1. Candela 8520 光学原理

Candela 8520主要功能

· 对功率器件材料进行自动缺陷检测，可增强对衬底的质量控制，

更快地确定缺陷产生的根本原因并改善MOCVD工艺控制。

· 提供单一设备解决方案，在一次扫描中结合了多种光学检测

技术，最大程度地提高了自动化缺陷检测和分类的效率

· 高灵敏度检测多种化合物半导体晶圆上影响良率的缺陷

Candela 8520 系统的多个检测通道使您能够了解与制程有关的问题

并识别影响良率的缺陷。该检测方法可在几分钟内实现高分辨率成像

，并提供全晶圆范围的自动缺陷分类信息。
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Figure 2. 典型的 Candela 8520检测输出

晶圆缺陷分布图通过不同的颜色显示晶圆上的每个缺陷位置。 缺

陷分布直方图按照缺陷类型显示各类缺陷的数量。

缺陷检查摘要（默认视图）提供了整个晶圆的缺陷统计信息。缺陷日志

文件（可切换视图）显示缺陷详细信息，例如位置，大小，面积和缺陷

类型。除了总缺陷计数，还显示按尺寸分部范围的缺陷计数。报告和缺

陷 日志文件都可以保存以便进行生产检查。

Candela 8520 软件也可以在离线计算机上使用，以创建菜单和分析数

据等。

其他工程应用工具还包括虚拟晶粒网格（计算每种缺陷类型影响的晶圆

面积百分比），缺陷的大小分类，表面均匀性，合格/不合格的晶圆分类，

密度分布图（用于缺陷空间特征分析），KLARF输出，缺陷标记（标记

缺陷以供审核）和工厂自动化设置。



与散射测量系统的比较

Candela 8520 检测系统能够保存从多个探测器收集的原始数据。

不同探测器看到的缺陷特征可能会因不同的缺陷类型而有所不同，这

可以帮助制程工程师准确地对缺陷进行分类。

Candela 8520 系统可以检测并分类宏观和微观缺陷。微观缺陷分类是

基 于对垂直入射与斜入射产生的光学特征进行比较而完成的。宏观缺

陷分 类使用光学特征和缺陷属性。

在不同的衬底材料(SiC，GaN等) 上生长外延层（Epi）时，MOCVD工艺

会产生多种缺陷。 Candela 8520 系统对常见的影响良率的缺陷非

常敏感，包括微坑、裂纹、六角形凸起、滴落物、月牙型缺陷、划痕和其

他形貌缺陷。准确的分类是保证制程控制的关键，对纠正措施也至关重

要。图片库中（图4）展示了不同类型的缺陷示例。

Candela 8520 系统的高灵敏度，高产量和多功能性提供了一种经济

高效的解决方案，适用于制程研发和大批量生产的制程控制。
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Figure 4. 缺陷类型示例

Figure 3.高缺陷颗数偏移的密度分布图
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